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Neue Patentanspruche (Reinfassunq): 

1. Folie (1 , 3. 6. 7, 8, 9). insbesondere Prage- oder Laminierfolie, 

die mindestens ein Bauelement in organischer Halbleitertechnologie, 
insbesondere einen oder mehrere organische Feldeffekttransistoren, beinhaltet, 
wobei das Bauelement mehrere Schichten umfasst und wobei die mehreren 
Schichten elektrische Funktionsschichten umfassen, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali eine oder mehrere Schichten des Bauelements mittels thermischem 
Replizieren oder UV-Replizieren mit einer raumlichen Strukturierung ausgebildet 
sind, wobei mindestens eine Funktionsschicht im Bereich der raumlichen 
Strukturierung partiell vollstandig durchtrennt ist. 

2. Folie (1 . 3. 6, 7, 8, 9) nach Anspruch 1 . 
dadurch gekennzeichnet, 

dali die Folie (1 , 3, 6, 7. 8, 9) eine Prage- oder Laminierfolie ist. 

3. Folie (1 , 3, 6, 7. 8, 9) nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Pr§ge- oder Laminierfolie eine Tragerfolie (11,61,71,81 ), zumindest 
eine Schicht (16, 67, 76. 88) aus einem organischen Halbleitermaterial, 
insbesondere Polythiophen, zumindest eine Schicht (15, 65, 75, 87) aus einem 
elektrisch isolierenden Material und zwei oder mehr bereichsweise musterfQmriig 
ausgefonnte Schichten (14. 17. 19. 64. 66, 74, 77, 86. 89) aus einem elektrisch 
leitfahigen Material aufweist. 

4. Folie (1, 3, 6, 7, 8, 9) nach Anspruch 3. 
dadurchgekennzeichnet, 

dad die elektrisch leitfahigen Schichten (14, 17, 19, 64, 66, 74, 77, 86. 89) aus 
einem organischen leitfahigen Material, insbesondere Polyanilin oder Poiypyrrol. 
bestehen. 
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5. Folie (1 , 3, 6, 7, 8, 9) nach Anspruch 3 Oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafJ die elektrisch isolierende Schicht (15. 65, 75, 87) aus einem organischen 
Isolationsmaterial, insbesondere Polyvinylphenol, besteht. 

6. Folie (1 , 3, 6, 7, 8, 9) nach einem der Ansprtiche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dad die Folie eine PrSgefolie ist, die eine Tragerfolie (1 1) und eine auf der 
TrSgerfolie (1 1 ) aufgebrachte und von der Tragerfolie (1 1 ) ablosbare 
Obertragungslage (2) aufwelst. 

7. Folie (1 . 3, 6, 7, 8, 9) nach Anspmch 6. 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Pragefolie eine AblSseschicht (12. 62. 72, 82) und eine Kleberschicht (20, 
69. 79, 97) aufweist. 

8. Folie (1 , 3, 6, 7, 8. 9) nach einem der Anspruche 2 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die PrSge- oder Laminierfolie eine oder mehrere an 
Funktionspolymerschichten angrenzende Lackschichten (13.18. 63, 68, 73, 78. 
84. 90) aufweist. 

9. Folie (1 , 3, 6, 7. 8, 9) nach Anspnjch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die elektrisch leitfahigen Schichten, die Schicht aus einem Halbleitennaterial 
und die Schicht aus einem elektrisch isolierenden Material transparent sind. 

10. Folie nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Folie ein Folienelement (2) ist, das eine Schicht aus einem organischen 
Halbleitermaterial (16), insbesondere Polythiophen, eine Schicht (15) aus einem 
elektrisch isolierenden Material und zwei oder mehrere bereichsweise 
musterfOnmig ausgeformte Schichten aus einem elektrisch leitfahigen Material 
(14, 17, 19) aufweist. 
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1 1 . Folie nach Anspaich 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

da(i die Folie ein Folienelement (2) ist, das mittels einer Prage- oder 
Laminierfolie, insbesondere nach einem der Anspruche 2 bis 9, auf ein Substrat 
aufgebracht ist. 

12. Folie (8) nach einem der vorhergehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB eine elektrische Funktionalltat, insbesondere die mindestens eines 
elektronischen Bauelennentes in organischer Halbleitertechnologie, mit optischen 
Merkmalen kbmbiniert ist. 

13. Folie (8) nach Anspmch 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Folie eine zwischen Schichten der Folie abgeformte rSumllche Struktur 
(47) aufweist, die zum einen eine Schlcht (46) des elektronischen Bauelements In 
organischer Halbleitertechnologie musterfomnig strukturiert und zum anderen 
einen beugungsoptischen Effekt als optisches Merkmal generiert. 

14. Folie nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali die rSumllche Struktur (47) von eIner Oberlagerung einer Mikro- und einer 
Makrostruktur geblldet ist. wobel die Makrostmktur der musterfdnnigen 
Strukturierung einer Schlcht (46) des elektronischen Bauelementes in organischer 
Halbleitertechnologie dient und die Mikrostruktur der Generiemng des optischen 
Merkmals dient. 

15. Folie (8) nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch g e i( e n n ze i c h n e t, 

dali die Folie eine holographisch-optische oder diffraktive Schlcht (83, 84, 90, 91) 
aufweist. 



16. Folie (8) nach einem der vorhergehenden Ansprtiche. 
dadurch gekennzeichnet, 

daR die Folie eine Dunnfilmschichtfolge (94, 95) aufweist. 

17. Folie nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Folie eine Dekorschicht aufweist. 

18. Folie (8) nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali die Folie (8) zwei oder mehr ubereinander angeordnete Schichten (83, 84, 
90, 91, 94. 95) aufweist. die ein optisches Sicherheitsmerkmal generieren, wobei 
eine oder mehrere Funktionsschichten (86, 87. 88. 89) des elektronischen 
Bauelements in organischer Halbleitertechnologie zwischen solchen optisch 
aktiven Schichten angeordnet sind. 

19. Folie nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali die Folie als Sicherheitselement verwendet wird. 

20. Verfahren zur Herstellung einer Folie (1, 3, 6, 7, 8. 9) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali die Strukturierung von einer oder mehreren Schichten (43, 49, 50) des 
mindestens einen Bauelements in organischer Halbleitertechnologie durch 
thennisches Replizieren oder UV-Replizieren erfolgt. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali in die zu replizierende Schicht (42) eine raumliche Stmktur repliziert wird, 
deren Strukturtiefe grolier oder gleich der Schichtdicke der zu replizierenden 
Schicht (42) ist. so dali die zu replizierende Schicht partiell durch die Replikation 
vollstandig durchtrennt ist und eine gemaii der raumlichen Stmktur musterfomriig 
strukturierte elektrische Funktionsschicht (43) gebildet wird. 
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22. Verfahren nach Anspruch 21 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dali eine derartige raumliche Stmktur in eine Elektrodenschicht aus einem 
elektrisch leitfahigen Material repliziert wird und auf diese Schicht sodann eine 
elektrische Funktionsschlcht aus einem nichtleitenden Oder halbleitenden Material 
aufgebracht wird. 

23. Verfahren nach Anspruch 20. 
dadurch gekennzeichnet, 

daB in die zu replizierende Schicht (48) eine raumliche Struktur repliziert wird, 
deren Strukturtiefe kleiner der Schichtdicke der zu repllzierenden Schicht (48) ist. 

24. Verfahren nach Anspmch 23, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB auf die replizierte Schicht (46) eine elektrische Funktionsschicht (49) aus 
einem Material aufgebracht wird, das bei AushSrtung eine vordefinierte 
Volumenreduktion erfahrt, und 

da(i dieses Material auf die replizierte Schicht (46) in einer Auftragsmenge 
aufgebracht wird, bei der aufgrund des Volumenschrumpfes bei Aushartung eine 
gemSR der replizierten Struktur musterfOmriig stmkturierte Funktionsschicht (49) 
verbleibt. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Funktionsschicht aus einem UV-aush9rtbaren Material besteht. 

26. Verfahren nach Anspruch 23, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB auf die replizierte Schicht (46) eine elektrische Funktionsschicht (50) 
aufgebracht wird und daB die elektrische Funktionsschicht anschlieBend in einer 
Tiefe, insbesondere durch Atzen, abgetragen wird, daB eine gemSB der 
replizierten Struktur musterfSrmig strukturierte Funktionsschicht (50) verbleibt. 
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27. Verfahren nach einem der Ansprtiche 23 bis 26. 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die raumliche Struktur in eine elektrische Funktionsschicht aus einem nicht 
leitenden oder halbleitenden Material repliziert wind und auf diese Schicht sodann 
eine Elektrodenschicht aus einem leitfahigen Material aufgebracht wird. 

28. Verfahren zur Herstellung einer Folie nach Anspruch 1 , insbesondere Verfahren 
nach Anspruch 20. 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi alle oder ein oder mehrere fur die Funktion des mindestens einen 
Bauelements in organischer Halbleitertechnologie erforderlichen Elektroden-. 
Isolations- und halbleitenden Schichten durch Druckverfahren teilflachig oder 
vollfiachig in einen Folienaufbau eingebracht werden. 

29. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 28, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali durch einen Repliziervorgang eine elektrische Funktionalitat, insbesondere 
ein Oder mehrere Bauelemente in organischer Halbleitertechnologie, und eine 
optische Funktionalitat, insbesondere diffraktiv-optische Strukturen, erzeugt 
werden. 
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New claims f clean version V 

1. A film (1, 3, 6, 7, 8, 9), in particular a stamping or laminating 
film, which includes at least one component produced using organic 
semiconductor technology, in particular one or more organic field effect 
transistors, wherein the component includes a plurality of layers and 
wherein the plurality of layers include electrical functional layers, 

characterised In that 

one or more layers of the component are provided with a spatial 
structuring by means of thermal replication or UV replication, wherein at 
least one functional layer is partially completely severed in the region of the 
spatial structuring. 

2. A film (1, 3, 6, 7, 8, 9) as set forth in claim 1 characterised in that 
the film is a stamping or laminating film. 

3. A film (1, 3, 6, 7, 8, 9) as set forth in claim 2 characterised in that 
the stamping or laminating film has a carrier film (11, 61, 71, 81), at least 
one layer (16, 67, 76, 88) comprising an organic semiconductor element, in 
particular polythiophene, at least one layer (15, 65, 75, 87) comprising an 
electrically insulating material and two or more layers (14, 17, 19, 64, 66, 
74, 77, 86, 89) which are shaped in a pattern configuration in region-wise 
manner and which comprise an electrically conductive material. 

4. A film (1, 3, 6, 7, 8, 9) as set forth In claim 3 characterised in that 
the electrically conductive layers (14, 17, 19, 64, 66, 74, 77, 86, 89) 
comprise an organic conductive material, in particular polyaniline or 
poly pyrrole. 
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5. A film (1, 3, 6, 7, 8, 9) as set forth in claim 3 or claim 4 
characterised in that the electrically insulating layer (15, 65, 75, 87) 
comprises an organic insulation material, in particular polyvinylphenol. 

6. A film (1, 3, 6, 7, 8, 9) as set forth in one of claims 2 through 5 
characterised in that the film is a stamping film which has a carrier film 
(11) and a transfer layer portion (2) which is applied to the carrier film (11) 
and which is releasable from the carrier film (11). 

7. A film (1, 3, 6, 7, 8, 9) as set forth in claim 6 characterised in that 
the stamping film has a release layer (12, 62, 72, 82) and an adhesive 
layer (20, 69, 79, 97). 

8. A film (1, 3, 6, 7, 8, 9) as set forth in one of claims 2 through 7 
characterised in that the stamping or laminating film has one or more 
lacquer layers (13, 18, 63, 68, 73, 78, 84, 90) adjoining functional polymer 
layers. 

9. A film (1, 3, 6, 7, 8, 9) as set forth in claim 3 characterised in that 
the electrically conductive layers, the layer comprising a semiconductor 
material and the layer comprising an electrically insulating material are 
transparent. 

10. A film as set forth in claim 1 characterised in that the film is a 
film element (2) which has a layer comprising an organic semiconductor 
material (16), in particular polythiophene, a layer (15) comprising an 
electrically insulating material and two or more layers which comprise an 
electrically conductive material (14, 17, 19) and which are shaped in a 
pattern configuration in region-wise manner. 

11. A film as set forth in claim 10 characterised in that the film (2) is 
a film element which is applied to a substrate by means of a stamping or 
laminating film (1), in particular as set forth in one of claims 2 through 9. 
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12. A film (8) as set forth in one of the preceding claims 
characterised In that an electrical functionality, in particular that of at least 
one electrical component produced using organic semiconductor 
technology, is combined with optical features. 

13. A film (8) as set forth in claim 12 characterised in that the film 
has a spatial structure (47) which is shaped between layers of the film and 
which on the one hand structures in a pattern configuration a layer (46) of 
the electronic component produced using organic semiconductor technology 
and on the other hand generates an optical-diffraction effect as an optical 
feature. 

14. A film as set forth in claim 13 characterised in that the spatial 
structure (47) is formed by a superimposition of a microstructure and a 
macrostructure, wherein the macrostructure serves for the patterned 
structuring of a layer (46) of the electronic component produced using 
organic semiconductor technology and the microstructure serves for the 
generation of the optical feature. 

15. A film (8) as set forth in one of the preceding claims 
characterised in that the film has a holographic-optical or diffractive layer 
(83, 84, 90, 91). 

16. A film (8) as set forth in one of the preceding claims 
characterised in that the film has a thin-film layer sequence (94, 95). 

17. A film as set forth in one of the preceding claims characterised in 
that the film has a decoration layer. 

18. A film (8) as set forth in one of the preceding claims 
characterised in that the film (8) has two or more mutually superposed 
layers (83, 84, 90, 91, 94, 95) which generate an optical security feature. 
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wherein one or more functional layers (86, 87, 88, 89) of the electronic 
connponent produced using organic senniconductor technology are arranged 
between such optically active layers. 

19. A film as set forth In one of the preceding claims characterised In 
that the film is used as a security element. 

20. A process for the production of a film (1, 3, 5, 7, 8, 9) as set 
forth in claim 1 characterised in that structuring of one or more layers (43, 
49, 50) of the at least one component produced using organic 
semiconductor technology is effected by thermal replication or UV 
replication. 

21. A process as set forth in claim 20 characterised in that replicated 
into the layer (42) to be replicated is a spatial structure whose structure 
depth is greater than or equal to the thickness of the layer (42) to be 
replicated, so that the layer to be replicated is completely severed in part 
by the replication operation and an electrical functional layer (43) which is 
structured in a pattern configuration in accordance with the spatial 
structure is formed. 

22. A process as set forth in claim 21 characterised in that such a 
spatial structure is replicated in an electrode layer comprising an electrically 
conductive material and then an electrical functional layer comprising a 
non-conducting or semiconducting material is applied to said layer. 

23. A process as set forth in claim 20 characterised in that replicated 
Into the layer (42) to be replicated is a spatial structure whose structure 
depth is less than the thickness of the layer (48) to be replicated. 

24. A process as set forth in claim 23 characterised in that there is 
applied to the replicated layer (46) an electrical functional layer (49) of a 
material which upon hardening experiences a pre-defined reduction in 
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volume, and that said material is applied to the replicated layer (46) in an 
application amount with which upon hardening a functional layer (49) which 
is structured in a pattern configuration in accordance with the replicated 
structure remains by virtue of the shrinkage in volume. 

25. A process as set forth in claim 24 characterised in that the 
functional layer comprises an UV-hardenable material. 

26. A process as set forth in claim 23 characterised in that an 
electrical functional layer (50) is applied to the replicated layer (46) and 
that the electrical functional layer is then removed, in particular by etching, 
to a depth such that there remains a functional layer (50) which is 
structured in a pattern configuration in accordance with the replicated 
structure. 

27. A process as set forth in one of claims 23 through 26 
characterised in that the spatial structure is replicated in an electrical 
functional layer comprising a non-conducting or semiconducting material 
and then an electrode layer comprising a conductive material is applied to 
said layer. 

28. A process for the production of a film as set forth in claim 1, in 
particular a process as set forth in claim 20, characterised in that all or one 
or more electrode, insulation and semiconducting layers which are required 
for the function of the at least one component produced using organic 
semiconductor technology are introduced into a film structure over the 
entire surface area or part of the surface area by printing processes. 

29. A process as set forth in one of claims 20 through 28 
characterised in that an electrical functionality, in particular one or more 
components produced using organic semiconductor technology, and an 
optical functionality, in particular diffractive-optical structures, are 
produced by a replication operation. 



5 



AMENDED PAGE 



